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Sposób utleniania dwutlenku siarki w roztworach wodnych
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Znany jest sposób wytwarzania kwasu siar¬
kowego przez zetknięcie gazów, zawierających
dwutlenek siarki i tlen gazowy z roztworem
wodnym zawierającym substancje katalizują¬
ce reakcję utleniania. Metoda ta wytwarzania
kwasu siarkowego znalazła ograniczone zasto¬
sowanie, ponieważ produkcja tym sposobem
wymaga użycia kosztownych, dużych aparatów,
gdyż reakcja utleniania przebiega powoli.
Jak wiadomo, omawianą reakcję można wy¬

datnie' przyspieszyć przez zwiększenie szyb¬
kości dyfuzji do roztworu reagentów gazo¬
wych (dwutlenku siarki i tlenu), co można
osiągnąć, zwiększając powierzchnię zetknięcia
gazu z cieczą.
Zazwyczaj osiąga się powiększenie tej po¬

wierzchni, stosując przetłaczanie gazu przez

*) Właściciel patentu oświadczył, że współtwór¬
cami wynalazku są: mgr Irena Badowska,
prof. dr Stanisław Bretsznajder i mgr inż.
Wiesław Kawecki.

warstwę cieczy (tzn. barbotaż); bardzo wydat¬
nie przyspiesza proces absorpcji tworzenie się
na cieczy warstwy ruchliwej piany o dużej
powierzchni zetknięcia się cieczy z gazem.
Tworzenie się piany można wzmóc stosując
różne dodatki substancji powierzchniowo czyn¬
nych np. nekal (sól sodową alkilowanego kwa¬
su naftylosulfonowego), co może zwiększyć
wielokrotnie szybkość reakcji, jednak tylko
niewielka część znanych substancji powierzch¬
niowo czynnych, zwiększa ilość tworzącej się
piany w roztworach kwaśnych i jest dostatecz¬
nie tania, aby proces był opłacalny.
Stwierdzono, że można w bardzo wysokim

stopniu zwiększyć tworzenie się piany i zin¬
tensyfikować proces tworzenia się kwasu siar¬
kowego przez dodatek niewielkich ilości nie¬
których nierozpuszczalnych w wodzie, bardzo
rozdrobnionych ilastych substancji mineral¬
nych.
Według wynalazku prowadzi się proces utle¬

niania dwutlenku siarki gazowym tlenem w



roztworze wodnym, zawierającym substancje
katalizujące proces utleniania jak siarczan że¬
lazawy lub siarczan manganawy, w ten spo¬
sób, że przez roztwór przetłacza się (osobno,
iub zmieszane ze sobą) gazy zawierające dwu¬
tlenek siarki i tlen, a do cieczy dodaje się ma¬
tę ilości (poniżej 1%) nierozpuszczalnych w
wodzie silnie rozdrobnionych ilastych substan¬
cji mineralnych takich, jak krzemionka i nie¬
rozpuszczalne w wodzie tlenki, wodorotlenki,
krzemiany i glinokrzemiany np. hematyt, limo-
nit, montmoryloniiti kaolinit, dikit, alofany,
wzmagających zdolność pienienia się ciekłej
mieszaniny.
Zaletą opisanego sposobu postępowania jest

możność oddzielania (po ukończeniu procesu
utleniania) dodanej stałej zawiesiny od wytwo¬
rzonego kwasu np. przez sedymentację lub od¬
filtrowanie.

Przykład. Przygotowano zawiesinę o stę¬
żeniu 3 g/l z substancji ilastej, zawierającej
krzemionkę, gliniaste substancje alofanowe,
limonit i kaolinit w roztworze wodnym, za¬
wierającym 5% siarczanu żelazawego. Przez
zawiesiną tę przetłaczano gaz, zawierający
1,75% S02 oraz powietrze (na 2 objętości gazu

z S02 1 objętość powietrza) z prędkością
Liniową około 6 cm/sek. Po 12 godzinach trwa¬
nia próby otrzymano roztwór o stężeniu 26%
H2SOi. W próbie powtórzonej w warunkach
takich samych, jak opisana wyżej, ale bez do¬
datku substancji ilastej, po 12 godzinach prze¬
tłaczania gazów przez ciecz uzyskano roztwór
o stężeniu tylko 13,5% H2SO^, więc niemal o
połowę słabszy, niż uzyskany przy zastosowa¬
niu dodatku substancji ilastej.

Zastrzeżenie patentowe

Sposób utleniania dwutlenku siarki tlenem
gazowym w wodnych roztworach katalizato¬
rów za pomocą przetłaczania gazów przez war¬
stwę cieczy, znamienny tym, że do cieczy do¬
daje się w postaci zawiesiny rozdrobnione nie¬
rozpuszczalne w wodzie składniki substancji
ilastej takie, jak alofany, krzemionka, limonit,
heinatyt, kaolinit, montmorylonit, dikit.
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